
スパッタ出力

(W)

O
2
導入量

(sccm)

内部応力

（MPa）

クロスハッチ

試験結果

（残領域/25）

1 89.7 17/25

2 137.2 12/25

5 124.2 25/25

10 112.5 19/25

1 451.2 4/25

2 123.6 19/25

5 136.1 20/25

10 157.8 25/25

1 483.1 12/25

2 288.2 20/25

5 158.3 8/25

10 157.9 8/25

100

200

300

Table2  Cross hatch test results and stress characteristics of deposited SiO2 films 
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1. 研究背景研究背景研究背景研究背景・・・・目的目的目的目的 

近年、小型・軽量・低価格化の要求によりガラスや水晶などの無機材料から樹脂などの有機材料（プラスチッ

ク）が使用される傾向にある。しかし、プラスチック基板、特に透明性に優れたアクリル基板への成膜では密着

性に問題がある。そこで本研究では、膜の付着力が弱いため直接の成膜が困難であるアクリル基板に直接成膜を

行い、高付着力の光学薄膜を形成することを目的とした。この目的の達成のため本研究で考案したスパッタ法と

真空蒸着法の複合成膜手法を用いた。 

2. 実験方法実験方法実験方法実験方法 

高周波スパッタ法によりアクリル基板（日東樹脂工業製）に直接成膜を行い、密着性の評価を行った。スパッ

タによる成膜条件を Table1に示す。また、アクリル基板へ成膜した SiO2光学薄膜の光学特性及び機械的特性の評

価はアクリル基板のときには基板の影響により評価の精度が落ちる。このためこれらの特性の評価は BK-7 光学ガ

ラス（SCHOTT社製）に成膜した SiO2光学薄膜を用いた。アクリル基板上に成膜した SiO2光学薄膜の密着性をク

ロスハッチ試験（ISO9211-4）により評価した。分光特性を分光光度計（日本分光製: V-570）により測定した。膜

の構造解析として X 線回折測定と XPS(X-ray photoelectron spectroscopy)を用いて評価した。また膜の応力特性をレ

ーザーフィゾー干渉計（フジノン社製: F601）により評価した。 

 

開始ターゲット 導入ガス スパッタ出力（W） O2ガス導入量（sccm） 

Si Ar,O2 100,200,300 1,2,5,10 

3. 結果結果結果結果 

O2 ガス導入量及びスパッタ出

力を変化させて成膜した SiO2膜の

クロスハッチ試験結果及び応力特

性を Table2に示す。Table2より、

スパッタ出力 100W,200Wでそれぞ

れO2ガス導入量5sccm,10sccmのと

き実用的な密着性が得られること

がわかった。また、成膜した SiO2

膜の内部応力はいずれも圧縮応力

を示し、酸素導入量が増加するに

つれ低くなる傾向があることがわ

かった。 
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